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はじめに：透明媒質中（屈折率、n1）にサブミクロン格子（屈折率、n2、n2>n1）を埋め込

むことにより特定の波長を選択できる波長フィルタが得られる。格子ピッチを可変にするこ

とにより選択波長が可変な波長可変フィルタが得られ、様々な光デバイスへの応用が期待さ

れている。そこで伸縮性のある材料であるポリジメチルシロキサン（以下 PDMS とする。）

膜に微細なポリスチレン（以下 PS とする。）の格子を埋め込み、この PDMS 膜を伸延させ

ると PS の格子ピッチが変化し波長可変フィルタができると考えられる。 本研究はこのよう

な PS パターン埋め込み PDMS 膜の作製プロセスを開発した。 
実験方法：Si基板上にPSパターン埋め込みPDMS
膜を作製し、これを Si 基板から剥離することによ

りPSパターン埋め込み自立PDMS膜を作製した。

Si 基板上の PDMS 膜の概略図を Fig.1 に示す。フ

ォトレジストは PDMS 膜を Si 基板剥離するため

の離型層とした。PDMS（屈折率 n1=1.41）は 
sylgard 184 （ダウ・東レ）を用いた。Bottom PDMS
上に PDMS を 5µm スピンコートし、未硬化の状

態で Siモールドを 150˚Cでプレスして熱インプリ

ントした。これで Center PDMS に格子パターンを作製した。PDMS 格子上に PS（屈折率

n2=1.59）をスピンコートして PDMS の格子溝を埋め、格子ライン部上に付いた余分な PS
を O2 プラズマで取り除いた，その後自立膜としての強度を得るため 200µm の Top PDMS、
コーティングした。最後にこの PDMS 膜を Photo resist 離型層から剥離した。 
実験結果： 熱インプリントにより得られたPDMSパターンをFig.2に示す。格子周期が 4µm、

溝幅が 2µm、溝深さは 3µm であった。 PS スピンコートし O2 プラズマ処理後のパターンを

Fig.3 に示す。PDMS 格子のライン部に PS は残っていないことがわかる．Fig.4 に作製され

た自立 PDMS 膜を示す。格子パターンの一部に欠損があるが良好な PS パターン埋め込み自

立 PDMS 膜が作製できた。 
 
   

Fig.4 Fabricated PDMS film Fig.2 PDMS grating pattern Fig.3 PS in PDMS pattern 

Fig.1 Schematic view of fabricated 
PDMS film on Si wafer 
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